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(47) Sammandrag:

Féreliggande uppfinning omfattar en metod, ett substrat och ett arrangemang for att
skapa en partikeluppsamling och/eller en partikelrengéring av ett I6sa eller lossgjor-
da partiklar uppbéarande ytavsnitt (2c, 40a, 2¢”).

For detta &ndamal utnyttjas ett, fér en partikelupptagtning anpassat, substrat (40),
uppvisande en, f6r i6sa och/eller lossgjorda partiklars ("P2”, "p2"), via en elektrosta-
tisk faltstyka (70), uppsamlande anpassad, duk (41) och ett, med duken tatt sam-
verkande och understddjande, bararskikt (42), dér saval duken (41) som bararskik-
tet (42) &r anpassade luftgenomslappliga fér en rensning av inom duken (41) an-
samlade l6sa partiklar och/eller lossgjorda partiklar ('P2”, "p2”).

Ett utnyttiande av alstrade luftstrommar, skall, under ett &vertryck och/eller ett un-
dertryck, f4 passera genom substratet (40), under ett avjoniserat tillstand, i en rikt-
ning genom bérarskiktet (42) och duken (41). Namnda duk (41) 4r anpassad att lata
bilda en, fér i vart fall ett uppsamlande av mikro- och nanopartiklar tjanande och un-
der en elektrostatisk faltstyrka (70} aktiverbar, filterenhet (43). Fér en rensning av
inom duken (41) ansamlade partiklar ("P2", "p2") skall namnda bararskikt (42) for
néamnda duk (41) vara anpassat att uppvisa genomgdende 6ppningar (44) for ett
férdelande av luftpassager genom duken (41) som luftstrdmmar, under ett under-
tryck och/eller ett &vertryck, och att namnda duk (41) skall uppvisa en mikrofiber-
och/eller nanofiberstruktur.
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SAMMANDRAG

Foreliggande uppfinning omfattar en metod, ett substrat och ett arrangemang for att
skapa en partikeluppsamling och/eller en partikelrengéring av ett I6sa eller lossgjor-
da partiklar uppbarande ytavsnitt (2c, 40a, 2¢’).

For detta andamal utnyttjas ett, fér en partikelupptagtning anpassat, substrat (40),
uppvisande en, for I6sa och/eller lossgjorda partiklars ("P2”, “p2”), via en elektrosta-
tisk faltstyka (70), uppsamlande anpassad, duk (41) och ett, med duken tatt sam-
verkande och understédjande, bararskikt (42), dar saval duken (41) som bararskik-
tet (42) ar anpassade luftgenomsléppliga fér en rensning av inom duken (41) an-
samlade I6sa partiklar och/eller lossgjorda partiklar ("P2", "p2”).

Ett utnyttjande av alstrade luftstrommar, skall, under ett évertryck och/eller ett un-
dertryck, fa passera genom substratet (40), under ett avjoniserat tillstand, i en rikt-
ning genom bérarskiktet (42) och duken (41). Namnda duk (41) &r anpassad att lata
bilda en, for i vart fall ett uppsamlande av mikro- och nanopartiklar tjiaznande och un-
der en elektrostatisk faltstyrka (70) aktiverbar, filterenhet (43). Fér en rensning av
inom duken (41) ansamlade partiklar ("P2”, "p2”) skall n&mnda bararskikt (42) for
namnda duk (41) vara anpassat att uppvisa genomgéaende 6ppningar (44) for ett
férdelande av luftpassager genom duken (41) som luftstrémmar, under ett under-
tryck och/eller ett 6vertryck, och att ndmnda duk (41) skall uppvisa en mikrofiber-
och/eller nanofiberstruktur.
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Var ref: P12-12
2012-07-19
Prioritetstext

UPPFINNINGENS BENAMNING: "Metod, substrat och arrangemang for en
partikeluppsamling och en efterféljande partikelrengéring.”

UPPFINNINGENS TEKNISKA OMRADE
Foreliggande uppfinning hanfér sig generellt till en metod, ett substrat och ett arran-
gemang for att kunna skapa en partikeluppsamling och en efterféljande partikelren-

goring av I6sa och/eller lossgjorda partiklar, férdelade utefter ett ytavsnitt.

Uppfinningen avser att kunna uppsamla i och rengéra ett substrat fran bl.a. sma
partiklar, fallande inom, mikroomradet och/eller nanoomradet, och vilken uppsam-
ling kommer att kunna ske genom ett alstrat elektrostatiskt falt och dess faltstyrka,
genererat genom att utnyttja en eller flera joniseringselektroder, alternativt namnda
rengdring skall aktiveras genom att lata nyttja en eller flera avjoniseringselektroder.

Foreliggande uppfinning bygger saledes i grunden pa ett utnyttjande av ett alstrat
elektrostatiskt falt med en vald faltstyrka eller en neutraliserad faltstyrka till "0”.

| ett fértydligande syfte kommer den efterféljande beskrivningen att & ena sidan 1ata
omfatta sjélva metoden, att & andra sidan lata omfatta ett substrat och att & tredje

sidan lata omfatta sjalva arrangemanget.



10

15

20

25

30

536 628

Sélunda omfattar foreliggande uppfinning en metod, som fér att med hjalp av ett
substrat och en joniseringselektrod, inom ett férsta processteg, lata via ett elektro-
statiskt falt och faltstyrka samla upp lI6sa och/eller lossgjorda partiklar fran ett eller
flera partiklarna uppbarande ytavsnitt, och, inom ett andra processteg, lata rensa
substratet frin ansamlade partiklar, under ett utnyttiande av en avjoniseringselek-
trod dar substratet innefattar en mikrofiber- och/eller nanofiberduk och dar subst-
ratet skall uppvisa elektriskt isolerande och gas- och lufigenomslappliga egenska-
per.

Séalunda hanfér sig foreliggande uppfinning till ett, fér en partikeluppsamling och en
efterf6ljande partikelrengéring anpassat, substrat, uppvisande en, fér l6sa och/eller
lossgjorda partiklars uppsamlande anpassbar, duk och ett, for dukens stddjande av-
sett och till dukens ena sida fast fast, bararskikt, dar saval duken som bararskiktet
skall vara gemensamt anpassade och i vart fall f6r en rensande och/eller en rengé-
rande effekt vara gas- eller luftgenomslappningsbara.

Har anvisas & ena sidan for en rensning och/eller rengéring av till substratets och
dess duk adderade och ansamlade |6sa eller lossgjorda partiklar, en, under ett 6-
vertryck alstrad, luftstrém och darav bildade koncentrerade luftstralar, som skall va-
ra anpassade att under detta 6vertryck for rensningen fa passera genom substratet,
i en riktning genom béararskiktet och duken.

A andra sidan skall, for samma &ndamal, en, under ett undertryck alstrad, luftstrém
och darav bildade koncentrerade luftstralar, vara anpassad att under detta under-

tryck fa passera genom substratet, i en riktning genom bararskiktet och duken.

Substratet kommer har att besta av namnda duk och ett till duken, mot ett bararskikt
vettbara ytan, fast fast, duken uppbarande, duken understédjande, bararskikt, bada
tilldelade sinsemellan anpassade luftgenomslappliga egenskaper.
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Uppfinningen omfattar dven ett arrangemang, anpassbart for en uppsamling av 16-
sa och lossgjorda partiklar och en rengéring av en, namnda I6sa och/eller lossgjor-
da partiklar uppbérande, yta eller ett ytavsnitt, illustrerat har som tillordnat en skiva
eller liknande, och dar namnda l6sa och/eller lossgjorda partiklar i vart fall skall kun-
na uppvisa sa klena kornstorlekar att de till en évervagande del kommer att kunna

falla inom ett mikroomrade (10 m) och/eller till och med fallande inom ett nanoom-
rade (10° m).

Det &r saledes enligt uppfinningen foreslaget en filterenhet, som skall uppvisa en
extremt effektiv partikelupptagande férméaga och skall saledes kunna lamna den for
rengdringen anpassade yta "totalt” partikelfri.

Dessa l6sa och/eller lossgjorda partiklar kan, som ett férsta exempel, vara bildade
genom en slipande bearbetning av ett plant eller till en annan form bildat behandlat
ytavsnitt, varvid ett luftgenomslappligt substrat, kan vara anpassat rérlig relativt
namnda ytavsnitt, och med ett undertryck verksamt pa dukens ena sida, for att ge-
nom alstrade luftstrommar och/eller luftstralar, som en férsta process, lata suga upp
och upptaga (och temporart lagra) namnda I6sa och/eller lossgjorda partiklar fran
namnda behandlade ytavsnitt, tillordnad namnda skiva, mot och genom duken sa
att duken kan ansamla och temporart lagra dessa partiklar.

Inom uppfinningens ram faller &ven atgarder fér att, som en andra process, lata ren-
gora och rensa duken fran dari ansamlade och temporért lagrade partiklar, genom
att alstra och utnyttja luftstrommar och/eller luftstralar riktade genom duken.

UPPFINNINGENS BAKGRUND OCH TIDIGARE KAND TEKNIK

Metoder, arrangemang och konstruktioner relaterade till ovan angivet tekniskt omra-
de och med en funktion och en beskaffenhet som uppfyller stélida krav &r tidigare
kénda i ett flertal olika utféringsformer, dels vad géller sjilva metoden, dels vad gal-

ler sjélva substratet och dels vad géller det anvisade arrangemanget.
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Metoden

Till teknikens tidigare standpunkt hor en metod for att med hjalp av ett substrat,
inom ett forsta processteg, lata samla upp och temporirt lagra 16sa och/eller
lossgjorda partiklar fran partiklarna uppbarande ytavsnitt och, inom ett andra
processteg, lata rensa substratet fran dari ansamlade partiklar.

For detta andamal har det foreslagits ett utnyttjande av ett substrat, innefattande en

mikrofiber- eller nanofiberduk, av kénd beskaffenhet.
En sadan duk kan rensas fran ansamlade partiklar genom att skélja den i vatten.

En har antydd partikeluppsamling kommer att ske genom en fysisk upptagning och
lagring inom duken.

Substratet.

Sasom ett exempel pa teknikens bakgrund och det tekniska omrade till vilket uppfin-
ningen hanfér sig kan ndmnas, nar det géller ett substrat, olika former av partikel-
upptagbara och partikelrensbara dukar, och dar dukar av hithérande slag visserli-
gen har visat sig kunna, fuktade med vatten och/eller I6sningsmedel, fysiskt uppta-
ga enskilda relativt grova partiklar, men givetvis aven i stor utstréckning medféljan-
de klenare partiklar.

Salunda &r det kant att som en torkduk lata samla upp partiklar, med olika kornstor-
lekar, fran ett, en skivas eller ett golvs évre, ytavsnitt och déar torkduken som regel

skall vara torr eller i vart fall endast nagot fuktad.

Det &ar dvenledes kant att 1ata preparera ett plastmaterial fér att bilda dessa dukar, i
form av s.k. mikrofiberdukar, sa att dessa dukar kan ansamla inte bara mindre par-
tiklar utan &ven stérre partiklar och déarvid tjana som en torkduk, och dar en rengo-
ring av en partikelbemangd torkduk, av hithérande slag, fran ansamlade partiklar

skall kunna ske genom en skoéljning i vatten eller annat fluidum.
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Arrangemanget.

Nar det galler arrangemang av hithérande slag kan namnas att det ar tidigare kant
att lata skapa olika forutsattningar fér en slipning och/eller en rengoring av stora ytor
eller ytavsnitt, relaterade till olika skivor.

Arrangemang av hithérande slag har d&, sdsom ett exempel, visat sig fa en tillamp-
ning inom trabearbetningsindustrin, dar skivor och liknande tramaterial, under och
efter en slipningsprocess, maste noggrant rengéras fran, inom slipningsprocessen
alstrade I6sa och/eller lossgjorda partiklar, fére en behandling inom ett efterféljande

slutligt processteg, har exemplifierat sdsom en tunn lack- eller fargapplicering.

Mera speciellt &r det hér ként ett arrangemang fér en rengéring av ett eller flera, for
I6sa och/eller lossgjorda partiklar uppbérande, ytavsnitt och dar namnda I6sa partik-
lar i vart fall kan uppvisa en kornstorlek, som till en del kommer att falla inom mikro-
omradet och/eller till en det kommer att falla inom nanoomradet, som kan bli bildade
och formade genom den slipande bearbetningen av namnda ytavsnitt och namnda
material.

Det ar aven ként olika arrangemangsrelaterade metoder for att inom arrangemanget

kunna skapa ett avlagsnande av upptagna partiklar.

Det ar for detta &ndamal kant att lata utnyttja ett gas- eller luftgenomslappligt subst-
rat, bl.a. i form av en duk, som kan vara rérligt anpassat relativt namnda ytavsnitt
och med ett undertryck verkande pa dukens ena sida, fér att genom alstrade luft-
strommar lata suga upp namnda I6sa och lossgjorda partiklar fran namnda ytavsnitt
vettbara mot duken och fastnade och lagrade déri.

Beaktas de med féreliggande uppfinning férknippade egenheterna kan namnas att
det ar ként olika former fér och olika anvandningar fér kdnda s.k. mikrofiberdukar, i
ett rengérande syfte.
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En sadan, till féreliggande uppfinning anpassad, mikrofiberduk skall besta av tatt or-
ienterade langsmala tradar, under ett utnyttjande av en utnyttjad en, av en sprut-
ningsprocess framstélld, polyamid/polyesterplast, som fér bildande av ytterst tunna
tradar, skall var och en bli féremal for en klyvning, fér att genom en utférd klyvnings-
process lata bilda parallellt orienterade tunna "stran” och dar en sadan klyvning har
visat sig kunna ske pa olika satt.

Féreliggande uppfinning anvisar mera speciellt att dessa utnyttjade tunna plaststran
bér formas som med ett trekantigt tvarsnitt, med de enskilda tunna tradarna till dela-
de en tjocklek av 0,10 till 0,15 (denier). (JAmf6ér www.kron se).

Betraktas de med féreliggande uppfinning forknippade egenheterna och pa vilka f6-
religgande uppfinning bygger kan namnas att det r tidigare kant olika slag av joni-
seringselektroder och/eller avjoniseringselektroder, fér bildandet av ett elektrosta-
tiskt falt for bildandet av en faltstyrka.

Jonisering &r har en process som kommer att férvandla neutrala atomer eller mole-
kyler till joner. En férsta joniseringsgrad bygger pa den energi som kravs for att ta
bort en elektron fran en neutral atom.

Uppfinningen kommer dven att lata utnyttja forekomsten av elektriska falt, dar den
elektriska faltstyrkan (Newton/Coulomb N / C) kommer till en anvandning och dar
energitétheten blir proportionell mot kvadraten pa faltstyrkan. Beloppets storlek defi-
nieras som kvoten mellan kraftens belopp och laddningens storlek.

Nar det nu géller de med foreliggande uppfinning férknippade egenheterna kan som
kéand teknik &ven namnas att pa sidan 3 i den svenska patentpublikationen 531 307,
raderna 30 och féljande anges att for vissa pulverformiga och/eller till pulver malda

och formade smérjmedel dessa uppvisar, for den smérjande tillampningen, dels go-
da elektrostatiska egenskaper, dels specifika uppladdningsegenskaper och dels er-

bjuder en specifik kapacitet eller kapacitans.
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Det &r dvenledes i och for sig tidigare kant olika metoder for att kunna faststilla ett
varde for ett &mnas elektrostatiska egenskaper, dess uppladdningsegenskaper och/
eller amnets specifika kapacitet eller kapacitans.

Salunda &r det tidigare kant att lata méata en "avklingningstid” fér och en kapacitans
for ett material och harvidlag hanvisas till publikationen “Journal of Electrostatics” 54
(3/4), Mars 2002, sidan 223, med artikeln "New Approaches for Electrostatic Tes-
ting of Materials”.

REDOGORELSE FOR FORELIGGANDE UPPFINNING

TEKNISKT PROBLEM

Beaktas den omsténdigheten att de tekniska éverviganden som en fackman inom
hithérande tekniskt omrade maste gora for att kunna erbjuda en I8sning pa ett eller
flera stéllda tekniska problem ar dels initialt en nédvandig insikt i de atgarder och/el-
ler den sekvens av atgarder som skall vidtagas dels ett nédvandigt val av det eller
de medel som erfordras séa torde, med anledning harav, de efterféljande tekniska

problemen vara relevanta vid frambringandet av féreliggande uppfinningsféremal.

Under beaktande av en enligt féreliggande uppfinning anvisad, metod torde det fa
ses som ett tekniskt problem att kunna inse betydelsen utav, férdelarna férknippade
med och/eller de tekniska atgarder och 6vervaganden som kommer att kravas for
att vid en metod, enligt patentkravets 1 ingress, anvisa att till en duk lata applicera,
till dess partikelfranvénda yta, ett, elektriskt isolerande, gas- och luftgenomsléppliga
egenskaper uppvisande, bararskikt, for att bida ett substrat.

Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen utav, férdelarna forknip-
pade med och/eller de tekniska atgarder och 6verviaganden som kommer att kravas
for att lata namnda substrat, med duk och bararskikt tatt samordnade med varandra
fa, for sin partikelrengérande funktion utefter ett ytavsnitt, tilldelas ett elektrostatiskt
falt med en varierbar, sdsom avklingande, elektrostatisk faltstyrka i férhallande till

partiklarna, fér att en partiklarna, av faltstyrkans varierande vérde beroende, attra-
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herande kraft skall f& verka pa namnda I6sa och/eller lossgjorda partiklar for en
ansamling inom duken.

Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen utav, férdelarna forknip-
pade med och/eller de tekniska atgarder och évervaganden som kommer att kravas
for att lata rensa duken fran ansamlade partiklar, genom att |ata avjonisera substra-
tet och partiklarna och dérefter lata applicera, genom bararskiktet riktade, genomga-
ende luftstrémmar och genom, av bararskiktet bildade och inom duken upptradan-
de, luftstralar lata renblasa duken fran ansamlade och avjoniserade partiklar.

Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen utav, férdelarna forknip-
pade med och/eller de tekniska atgarder och évervidganden som kommer att kriavas
for att lata ndmnda ansamlade och avjoniserade partiklar, med en blandning av oli-
ka kornstorlekar, fa avlidgsnas fran duken genom att lata koncentrerade luftstrém-
mar, med ett undertryck, f& verka mot den duken tillordnade partikelupptagande y-
tan, med formade koncentrerade luftstralar, under det att luftstralar, under ett éver-
tryck, far verka genom bararskiktet och duken.

Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen utav, férdelarna férknip-
pade med och/eller de tekniska atgarder och évervaganden som kommer att kravas
for att tillata det valda elektrostatiska faltet med sin varierbara, sdsom avklingande,
faltstyrka fa verka pa partiklarna fordelade utefter ytavsnitten i beroende av ett valt
litet avstand mellan dukens partikelupptagande yta och de 16sa partiklar uppbaran-
de ytavsnitten.

Under beaktande av teknikens tidigare standpunkt, sdsom den beskrivits ovan med
en inriktning mot ett substrat, torde det darfor fa ses som ett tekniskt problem att
kunna inse betydelsen utav, férdelarna férknippade med och/eller de tekniska atgar-
der och 6vervaganden som kommer att kravas for att vid ett, fér en partikelansam-
ling och en partikelrengéring anpassat, substrat, uppvisande en, for I6sa och/eller
lossgjorda partiklars uppsamlande anpassad, duk och ett, med duken samverkande

och stodjande, bararskikt, dar saval duken som bararskiktet skall vara gas- eller
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luftgenomsléppliga fér en rengéring av och en rensning av inom duken ansamlade
|6sa och/eller lossgjorda partiklar, efter det att substratet och partiklarna avjonise-
rats, under ett utnyttjiande av alstrade luftstralar, som under ett vertryck, far pas-
sera genom substratet, i en riktning genom bararskiktet och duken och/eller under
ett utnyttjiande av alstrade luftstralar, som, under ett undertryck, far passera genom
substratet, i en riktning genom bararskiktet och duken och darvid lata anvisa att
namnda duk skall vara anpassbar fér att kunna bilda en, fér i vart fall ett uppsamilan-

de av enskilda mikro- och nanopatrtiklar tjanande, filterenhet.

Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av, férdelarna férknippa-
de med och/eller de tekniska atgarder och 6verviganden som kravs for att i vart fall
lata namnda bérarskikt fa vara anpassat att uppvisa férhallandevis stora genomga-
ende Oppningar, for att via dessa lata férdela luftpassager genom duken som Iuftst-
ralar, under ett undertryck eller ett 6vertryck, och att namnda duk skall uppvisa en
mikro- eller nanofiberstruktur, och dar denna struktur skall utsattas for ett elektrosta-
tiskt tillstdnd och sakta varierande och avklingande faltstyrka, fér en uppsamling av
namnda I6sa och/eller lossgjorda partiklar och dar denna uppsamling av partiklar i
vart fall skall ske under det att hela substratet och partiklarna féreligger i ett tillord-
nat elektrostatiskt avtagande falt eller faltstyrka.

Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen utav, férdelarna férknip-
pade med och/eller de tekniska atgarder och évervidganden som kommer att kriavas
for att lata en, de bararskiktet tilldelade, 6ppningarnas totala, ytandel fa vara anpas-
sad att, till i vart fall 50%, lata tacka dukens totala ytandel, och att saval duken som
bararskiktet skall vara formade fran samma eller skilda, dock elektriskt isolerande,
material och att saval duken som bararskiktet, fér sin ytavsnitten rengérande effekt,
skall vara under ett elektrostatiskt falt och tilldelat en vél anpassad elektrostatiskt
avklingande faltstyrka, relaterad till namnda substrat, fér att med varierbara attra-

herande krafter lata paverka de enskilda partiklarna férdelade utefter ytavsnitten.
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Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av, férdelarna férknippa-
de med och/eller de tekniska atgarder och 6verviaganden som kravs for att 1ata
namnda duk fa vara strukturerad med en, mot en luftpassages riktning och i en par-
tiklarnas forflyttningsriktning av den alstrade joniseringen betraktat, 6kande tathet,
med en fér mikropartiklar och/eller nanopartiklar anpassad ékande tathet i en rikt-
ning mot dukens béararskiktstillvanda omrade, betecknat bottenomrade och/eller bot-
tenstrackning.

Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av, férdelarna férknippa-
de med och/eller de tekniska atgarder och 6vervaganden som kréavs for att valja du-
kens material mjukt och i forsta hand lata tilldelas en tjocklek av forslagsvis 2 till
10mm, sasom 1 till 5Smm, och att bérarskiktets material skall viljas relativt bojstywvt, i
férhallande till dukens bojstyvhet, och tilldelat en tjocklek av frslagsvis 1 till 5mm,
sasom 2 till 4mm.

Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av férdelarna férknippade
med och/eller de tekniska atgarder och éverviaganden som kravs for att vid ett ar-
rangemang, anpassbart for ett utnyttjande av ett substrat av ovan angiven beskaff-
enhet, for ett, for en rengéring av, l6sa och/eller lossgjorda partikiar uppbarande, yt-
avsnitt och déar namnda I6sa och/eller lossgjorda partiklar, i vart fall kan uppvisa en
kornstorlek som till en 6vervagande del kommer att falla inom mikroomradet och/el-
ler inom nanoomréadet, sdsom bildade genom en slipande bearbetning av ndmnda
ytavsnitt, varvid ett luftgenomslappligt substrat, bl.a. i form av namnda duk och ett
dartill fast bararskikt, kan vara anpassat rorligt relativt ndmnda yta, varvid en rens-
ning av inom duken ansamlade partiklar kan ske, i ett avjoniserat tillstand, via ett
undertryck, verkande langs dukens ena sida, for att genom alstrade luftstralar lata
suga upp ur inom duken ansamlade partiklar och/eller dar en rensning av inom du-
ken ansamlade partiklar kan ske via ett 6vertryck, verkande langs dukens motstall-
da sida, for att genom alstrade luftstralar lata blasa bort inom duken ansamlade par-
tiklar och dar duken och dess stodjande bararskikt &r bada tilldelade sinsemellan

olika dock, anpassade, luftgenomslappliga egenskaper, och darvid lata namnda duk
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fa vara anpassad att bilda en, fér i vart fali ‘under elektrostatiska forutsattningar, for
uppsamiande av mikro- och nanopartiklar tjanande, filterenhet, dar namnda duk och
bararskikt for ndmnda substrat skall vara anpassade att uppvisa genomgaende
6ppningar, avsedda for att lata férdela luftpassager genom duken av luftstrommar
och/eller luftstralar, under ett undertryck och/eller ett dvertryck, och att namnda duk
skall uppvisa en mikro- eller nanofiberstruktur fér en uppsamling och en lagring av
namnda I6sa och/eller lossgjorda partiklar, under ett joniserat och ett avklingande
elektrostatiskt tillstand.

Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av, férdelarna forknippa-
de med och/eller de tekniska évervaganden som kommer att krévas for att anpassa
ett minimerat avstand under joniserande férhallanden, mellan partikelupptagande
avsnitt inom duken och rensande ytavsnitt, och under joniserade férhallanden av
partiklarna och duken lata anpassa detta avstand i beroende av den beréaknade par-
tikelméngd som skall ansamlas och den mellan duken och avsnitten valda relativ-
hastigheten.

Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av, férdelarna forknippa-
de med och/eller de tekniska atgarder och évervéaganden som kravs for att lata ett
arrangemang fa vara anpassat att uppbdra ett dndl6st substrat, som ar anpassat
att som ett band kontinuerligt fa I6pa kring férdelade brytrullar och dar substratet
skall vara mjuk och med en duken tilldelad tjocklek av 2 till 10mm och under det att
bararskiktet skall vara relativt béjstyvt och tilldelat en tjocklek av 1 till 5mm.

Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av férdelarna forknippade
med och/eller de tekniska atgarder och 6verviaganden som kravs for att 1ata arran-
gemanget for en rengdring av, I6sa och/eller lossgjorda partiklar uppbérande, ytav-
snitt och dar ndmnda l6sa och/eller lossgjorda partiklar, i vart fall kan uppvisa en
kornstorlek som till en 6vervagande del kommer att falla inom mikroomradet och/el-
ler inom nanoomradet, sdsom bildade genom en slipande bearbetning av namnda
ytavsnitt, 1ata ett luftgenomsléppligt substrat, bl.a. i form av en duk och ett barar-

skikt, far vara anpassat rérligt relativt namnda yta, under ett joniserat tillstand, var-
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vid ett fér en rensning av inom duken ansamlade partiklar kan ske inom arrange-
manget, under ett avjoniserat tillstand, via ett undertryck, verkande pa dukens ena
sida, for att genom alstrade luftstrémmar och luftstrélar lata suga upp inom duken
ansamlade partiklar och/eller dér ett fér en rensning av i duken ansamlade partikiar
kan ske, via ett 6vertryck, verkande pa dukens motstalida sida, fér att genom alstra-
de luftstrémmar och luftstrélar lata bldsa bort inom duken ansamlade avjoniserade
partiklar och dér duken och dess stédjande bararskikt ar bada tilldelade skilda gas-
eller luftgenomsléppliga egenskaper.

Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av, férdelarna férknippa-
de med och/eller de tekniska atgarder och évervaganden som kravs fér att lata
namnda &ndldsa substrat inom arrangemanget fa vara anpassat att bilda en, for i
vart fall ett uppsamlande av mikro- och nanopartiklar tjanande, filterenhet, dér
nédmnda bararskikt och namnda duk skall sinsemellan vara anpassade for att upp-
visa olika strukturerade genomgaende 6ppningar, dar dessa dppningars samverkan
ar avsedda for en férdelande luftpassage som luftstralar genom duken, under ett
undertryck eller ett 6vertryck, och att namnda duk skall uppvisa en mikrofiber- eller
nanofiberstruktur langs hela sin langd och sin bredd.

Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av, férdelarna férknippa-
de med och/eller de tekniska atgarder och éverviganden som kravs for att vid ett
arrangemang, av hithérande slag, lata substratet fa vara format som ett, av en mo-
tor drivet, &ndlést band, med en rérelseriktning anpassad med- eller motriktad en
rérelseriktning for den, fér partikelrengéringen avsedda ytavsnitten tillordnade, ski-
van och att lata namnda ytavsnitt och/eller dess partiklar fa bli fsSremal fér en avjoni-
serande funktion, innan ytavsnitten utsattes for en joniserande rengéring fran par-
tikiar.

Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av férdelarna férknippade
med och/eller de tekniska atgarder och 6vervaganden som kravs for att inom arran-

12



10

15

20

25

30

536 628

gemanget lata en for substratet gallande Jppladdnings- eller joniseringselektrod fa

vara placerad omedelbart fére de for ett partikelupptagande anpassade ytavsnitten.

Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av férdelarna férknippade
med och/eller de tekniska atgarder och évervaganden som kravs for att vid arrange-
manget lata en eller flera av, de for det &ndiésa substratets drivning anpassade,
brytrullarna fa vara formade och/eller reglerbart paverkade fér att centrera substra-
tets rorelseriktning genom arrangemanget.

Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av férdelarna férknippade
med och/eller de tekniska atgarder och 6vervaganden som kravs for att lata en, for
partiklarna och substratet géllande, avladdningselektrod fa vara orienterad intill de
fran I&sa partiklar rengjord ytavsnitten och placerad mot rérelseriktningen fér mate-

rialets ytavsnitt efter arrangemanget.

Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av férdelarna férknippade
med och/eller de tekniska atgarder och évervéaganden som kravs for att lata en av-
laddningselektrod, fér en avladdning av ett under en elektrostatiskt forandrat, sdsom
avklingande, féltstyrka laddningsbart partikelupptagande substrat, i form av ett énd-
I6st band, fé& vara placerad i transportriktningen fér bandet raknat, efter de partikel-
upptagande ytavsnitten och dess transportriktning.

Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av férdelarna forknippade
med och/eller de tekniska atgarder och évervdganden som kravs for att lata orien-
tera intill nemnda avladdningselektrod en partikel- eller dammsugande ramp, med

en foregaende integrerad avladdnings- eller avjoniseringselektrod.

LOSNINGEN

Foreliggande uppfinning avser att vid en metod, fér att med hjalp av ett substrat, in-
om ett forsta processteg, lata samla upp I6sa och/eller lossgjorda partiklar fran par-
tiklarna uppbéarande ytavsnitt, via ett joniserande tilistdnd och en aktiverad elektro-
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statiskt faltstyrka, och, inom ett andra processteg, lata rensa substratet fran ansam-
lade partiklar, under ett avjoniserat tillstdnd och en neutral elektrostatisk férandran-
de, sadsom avklingande, faltstyrka, under ett utnyttjiande av en substratet innefattan-
de, fér mikrofibrer- och/eller nanofibrer ogenomtrénglig, duk och dar saval duken
som dess bararskikt skall uppvisa elektriskt isolerande och gas- och luftgenom-
slappliga egenskaper.

Vid en séddan metod foreslas, i enlighet med uppfinningens anvisningar, att som
namnda substrat och dess tilldelade duk skall appliceras till dess I6sa och loss-
gjorda partiklar franvénda ytavsnitten ett elektriskt isolerande och gas- och luftge-
nomsléppliga uppvisande bararskikt.

Vidare foreslas att namnda substrat, med sin duk och sitt bararskikt, skall for sin
partikelansamling, tilldelas ett avklingande elektrostatiskt falt, med en faltstyrka i re-
lation till de |6sa eller lossgjorda partiklarna, fér att av en, av den varierbara elekt-
rostatiska faltstyrkan anpassad, varierbar attraherande kraft, verkande pa namnda
I6sa och lossgjorda partiklar, lata samla upp namnda attraherade lésa och lossgjor-
da partikiar inom duken.

Speciellt féreslas att de salunda av attraherade krafter uppsamlade partiklarna skall,
i ett avjoniserat tillstand, avidagsnas med hjalp av ett antal luftstralar, bildade av ett
undertryck och/eller ett 6vertryck.

Speciellt anvisas ett &ndlést substrat som, i transportriktningen raknat, omedelbart
fore en uppsamling av l6sa och lossgjorda avjoniserade partiklar, skall vara jonise-
rat och tilldelat en elektrostatisk avklingande filtstyrka, under det att substratet, o-
medelbart efter en uppsamling och en férvaring av de I6sa och/eller lossgjorda par-
tiklarna inom duken, lata avjonisera duken, bararskiktet och partiklarna, och darefter
rensa duken fran salunda uppsamlade och neutraliserade partiklar.

Darutover foreslas, enligt uppfinningens anvisningar, att den férandrade, sdsom
avklingande, faitstyrkan for det elektrostatiska faltet kan viljas, sdsom fér plana
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partikeluppbarande ytavsnitt och ett plant eller i vart fall vasentligen plant och

parallellt orienterat substrat avtagande mot avjoniseringselektroden.

Féreliggande uppfinning utgar darvid ifran den inledningsvis anvisade kanda tekni-
ken dar ett, for en partikelrengéring av ett ytavsnitt anpassat, substrat, uppvisande
en, for I6sa och/eller lossgjorda partiklars uppsamlande anpassad, duk och ett, med
duken samverkande och stédjande, bararskikt, dar saval duken som bararskiktet
skall vara anpassade luftgenomslappliga for en rensning av uppsamlade I6sa par-
tiklar och/eller lossgjorda partiklar, under ett utnyttjande av en eller flera alstrade
luftstrdmmar, uppdelade i ett antal koncentrerade stralar, som, under ett dvertryck,
far passera genom substratet, i ett avjoniserat tillstand, i en riktning genom barar-
skiktet och duken och/eller under ett utnyttjande av en eller flera alstrade luftstrém-
mar, under ett undertryck, far passera genom substratet, i en riktning genom barar-
skiktet och genom duken.

| enlighet med féreliggande uppfinning och i en avsikt att komplettera den kanda
tekniken féreslas att ndmnda substrat och en déri ingdende duk skall vara anpassa-
de att bilda en, for i vart fall ett uppsamlande av mikro- och/eller nanopartiklar tja-
nande, filterenhet, dér ndmnda bararskikt for namnda duk skall vara anpassat att
uppvisa genomgaende dppningar for som luftstralar férdelade luftpassager genom
duken, under ett undertryck eller ett 6vertryck, och att ndmnda duk skall uppvisa en
mikro- eller nanofiberstruktur fér en uppsamling av némnda lésa och/eller lossgjorda
partiklar och att lata denna ansamling av partiklar fa ske under ett joniserat tillstand
for i vart fall substratet.

Féreliggande uppfinning avser mera speciellt, fér att kunna Iosa ett eller flera av de
ovan angivna tekniska problemen, att |ata den kanda tekniken fa kompletteras med
att en, bararskiktet tilldelade éppningars totala, ytandel skall vara anpassad att, till i
vart fall 50%, lata tacka dukens totala yta, varvid saval duken som bararskiktet skall
vara formade fran ett liknande elier ett alternativt, elektriskt isolerande, material och
att saval duken som bararskiktet, for sin rengérande effekt pa ytavsnitten, skall vara
joniserade och tilldelade en elektrostatiskt avklingande faltstyrka under det att en
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rensning av uppsamlade partiklar inom duken kommer att kunna ske under ett

avjoniserat tillstand.

Vidare féreslas att duken bor vara strukturerad med en, mot en luftpassages rikt-
ning betraktat och mot béararskiktet betraktat, 6kande tathet, med en fér mikropar-
tiklar och/eller nanopartiklar anpassad 6kande téthet intill och inom dukens barar-
skiktstillordnade bottenomrade och bottenstrackning.

Vidare féreslas att duken skall vara mjuk och tilldelad en tjocklek av 2 till 10mm un-
der det att bararskiktet skall vara bojstyvt och tilldelat en tjocklek av 1 till 5mm.

Sasom foreslagna utféringsformer, fallande inom ramen fér foreliggande uppfin-
nings grundidé, anvisas darutdver en férekomst av ett arrangemang, for en ren-
géring av, I6sa och/eller lossgjorda partiklar uppbarande, ytavsnitt och dar namnda
I6sa och/eller lossgjorda partiklar, i vart fall kan uppvisa en kornstorlek som till en 6-
vervagande del kommer att falla inom mikroomradet och/eller inom nanoomradet,
sasom bildade genom en slipande bearbetning av ndmnda ytavsnitt, varvid ett gas-
eller luftgenomsléppligt substrat, bl.a. i form av en duk och ett bararskikt, enligt o-
van, kan vara anpassat rérligt relativt namnda ytavsnitt, varvid en upptagning av in-
om duken ansamlade partiklar, under ett utnyttjande av en elektrostatiskt minskan-
de eller 6kande faltstyrka, kan ske, efter en jonisering, verkande pa dukens ena si-
da, for att genom alstrade luftstrommar och vald jonisering lata suga upp och lagra
inom duken ansamlade partiklar och/eller att ett fér en rensning av inom duken an-
samlade partiklar kan ske via en avjonisering och ett 6vertryck, verkande pa dukens
motsatta sida, for att genom alstrade luftstrémmar och luftstralar lata blasa bort in-
om duken ansamlade partiklar och dar duken och dess understddjande bérarskikt
skall bada vara tilldelade olika luftgenomsléppliga egenskaper.

Enligt uppfinningen skall namnda duk inom arrangemanget fa vara anpassad att bil-

da en, for i vart fall ett uppsamlande av mikro- och nanopartiklar tjanande, filteren-

het, dar namnda bararskikt for namnda duk skall vara anpassat att uppvisa genom-
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gaende 6ppningar for en férdelning av tillééngliga luftpassager genom duken av
luftstrommar och luftstrélar, under ett undertryck eller ett dvertryck, och att namnda
duk skall uppvisa en mikro- eller nanofiberstruktur, fér en ytterst effektiv uppsamling
av namnda l6sa och/eller lossgjorda partiklar, under ett joniserat och avklingande
elektrostatiskt tillstand.

Mera speciellt anvisas att en, till bararskiktet tilldelade éppningars totala, ytandel
skall vara anpassad att, till i vart fall 50%, lata tacka dukens totala yta, och att saval
duken som bérarskiktet skall vara formade fran ett elektriskt isolerande material och
att saval duken som bararskiktet, for sin rengérande effekt av partiklar utefter ytav-

snitten, skall vara joniserade och tilldelade ett val varierande elektrostatiskt fait.

Namnda duk kan dé vara strukturerad med en, mot en luftpassages riktning betrak-
tat, 6kande tathet, med en for mikro- och nanopartiklar anpassad 6kande tithet in-

om dukens bérarskiktstillvanda omrade, betecknat bottenomrade och bottenstrack-
ning.

Arrangemanget och dess substrat 4r har formade som ett, av en motor drivet, &nd-
I6st band, med en kontinuerlig réreiseriktning med- eller motriktad en rérelseriktning
for en ytavsnitten tillordnad skiva och att ndmnda ytavsnitt skall vara féremal for en

avjoniserande process innan en rengéring sker av ansamlade 6sa partiklar.

Vidare féreslas att en for substratet géllande uppladdningselektrod skall vara place-
rad, i transportriktningen for substratet raknat, fére de for en partikelupptagning an-
passade ytavsnitten.

En eller flera for substratets drivning inom arrangemanget anpassade brytruliar skall

vara formade eller pa annat satt paverkade for att centrera det andiésa substratets
rérelseriktning.
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Mera speciellt anvisas att en avladdningselektrod skall vara orienterad intill de fran
partiklar rengjord ytavsnitten och placerad i rérelseriktningen fér materialet raknat
efter arrangemanget.

Vidare anvisas att en avladdningselektrod fér ett partikelupptagande substrat, i form
av ett andl6st band, skall vara placerat, i transportriktningen fér bandet raknat, efter
de arrangemanget tilldelade partikelupptagande ytavsnitten.

Intill elektroden férefinns en for en dammsugning och/eller partikelupptagning an-
passad ramp, med en integrerad avladdningselektrod.

FORDELAR

De fordelar som framst kan fa anses vara kannetecknande for foreliggande uppfin-
ning, dess metod, substrat och/eller arrangemang, och de dérigenom anvisade spe-
ciella signifikativa kdnnetecknen &r att harigenom har det skapats férutsattningar for
att vid en metod, ett, partikel upptagande och partiklar inneslutande, substrat samt
ett arrangemang, lata anvisa, for ett partikelupptagande, uppvisandet av en, for I6sa
och/eller lossgjorda partiklars uppsamlande anpassad, duk och ett, med duken
samverkande och understddjande, bararskikt, bada tilldelade ett elektrostatiskt falt

med en vald, garna férandringsbar faltstyrka.

Savél duken som bérarskiktet skall vara anpassade gas- eller luftgenomslappliga
for en rensning av inom duken uppsamlade I6sa partiklar och/eller lossgjorda par-
tiklar, under ett utnyttjande av en alstrad luftstrém eller alstrade luftstralar, som un-
der ett avjoniserat tillstand och med hjalp av ett 6vertryck far passera genom subst-
ratet, i en riktning genom bérarskiktet och duken och/eller under ett utnyttjande av
en eller flera alstrade luftstrémmar, under ett undertryck, far passera substratet, i en
riktning férst genom bérarskiktet och omedelbart darefter genom duken.
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Det som framst kan fa anses vara kannetecknande for féreliggande uppfinning in-
riktat pa en metod, anges i det efterféljande patentkravets 1 kdnnetecknande del,
ett substrat, anges i patentkravets 6 kénnetecknande del, under det att ett arrange-
mang, i enlighet med féreliggande uppfinning, anges i patentkravets 10 kanneteck-
nande del.

KORT FIGURBESKRIVNING

En tidigare kand produktionsanlaggning med sina visade tre processteg och ett sub-
strat, i form av en fér narvarande féreslagen utféringsform, uppvisande de med fére-
liggande uppfinning férknippade signifikativa kannetecknen, och ett arrangemang,
inom vilket det féreslagna substratet kan komma till en anvandning, skall nu i ett
exemplifierande syfte nédrmare askadliggoras och beskrivas med en hanvisning till
bifogad ritning, dar;

Figur 1 visar i en sidovy den kdnda produktionsanlaggningen med sina tre seriellt
orienterade processteg,

Figur 2 visar i en schematisk sidovy ett partikelupptagande och partikelrensande
arrangemang, dar partikelupptagningen bygger pa en jonisering av ett elektriskt
isolerande andiést substrat, anordnat att passera omedelbart 6ver, ett med l6sa
partiklar bemé&ngt, ytavsnitt, for att inom en substratet innehallande duk lata an-
samla, under en elektrostatiskt varierande faltstyrka, I6sa och/eller lossgjorda en-
skilda partiklar, |

Figur 3 later illustrera, i en sektion langs substratet, namnda duk och ett med duken
fast samverkande bararskikt, dar duken ar visad orienterad omedelbart 6ver de med
I6sa partiklar beméangda ytavsnitten,

Figur 4 visar schematiskt ett elektriskt, som en styrutrustning anpassat, kopplings-
arrangemang for att, under beaktande av ett antal utvalda styr- eller kontrollkriteria,
bland annat lata styra och reglera en eller flera uppladdningselektroders enskilda

joniseringsgrader och en eller flera avladdningselektroders effektiviteter, bland an-
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nat styrda mot en minimerad elektrisk effekt fér en maximerad teknisk partikeluppta-
gande effekt,

Figur 5 visar ett arrangemang med en avjoniseringselektrod, orienterad, i en vald
transportriktning for substratet, fore en, substratet och duken p& ansamlade partiklar
rensande, enhet,

Figur 6 later visa i en kraftigt férstorad planvy ett bararskikt, i form att en ratvinklig
néatstruktur, illustrerande sina kvadratiska 6ppningar och éppningarna kringslutande
tradar,

Figur 7 later, starkt forstorat och férenklat, illustrera tva mikro- eller nanostruktur-
uppbyggda tradar, som behandlats for att bilda mikrostruktur- eller nanostrukturupp-
visande knippen av tunna "stran”, men dar den visade illustrationen kan betraktas
som starkt schematisk och dar de visade mikro- eller makrostranas fria andar &r ori-
enterade omedelbart intill och med en latt slapande kontakt mot ytavsnitten och 6-
ver, de med |6sa partiklar bemangda ytavsnitten och

Figur 8 later schematiskt visa ett exempel pa en avklingningskurvas tidsrelaterade
forlopp géllande for elektrostatisk faltstyrka.

BESKRIVNING OVER DEN KANDA PRODUKTIONSANLAGGNINGEN ENLIGT
FIGUREN 1.

| den efterf6ljande beskrivningen éver kand teknik och féreliggande uppfinning sy-
nes det lampligt att lata séarskilja mellan olika bearbetade ytor med sinsemellan olika
belaggningar av damm- och stoftpartiklar, dar féljande hénvisningsbeteckningar har
valts gallande ytornas och partikelkoncentrationernas féréandring genom produkti-
onsanlaggningens processteg.

Salunda indikerar hanvisningsbeteckningen 1 den kanda produktionsanlaggningen.

Hanvisningsbeteckningen 2 later illustrera en genom anlaggningen 1 forflyttbar ski-
va, vars Gvre yta 2a skall betraktas som en rayta och dar denna rayta kommer att
genomga olika bearbetande och behandlande férandringar, som da indikerats med
ytdelar 2b, 2¢ och 2¢’
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Raytan 2a ar saledes obehandlad och vilken yta 2a behandlas i en sliputrustning 3
for att bilda en slipad ytter- eller 6veryta 2b, dar denna ytteryta 2b uppvisar en an-
samling av l6sa och/eller lossgjorda partiklar "P” (grov kornstorlek), med en bred
spridning av stora och klenare partiklar efter den anvisade slipningen med hjalp av
ett slippapper 3a.

Ytan 2a kan forutséttas vara fri fran fria eller konglomerade partiklar, ytan 2b kan
anses vara forsedd med I6sa och grova partiklar "P” i en blandning av stora, grova
och klena partikiar, ytan 2¢ kan anses, efter en dammsugning via en dammsugarut-
rustning 4, vara fri i vart fall fran de grova partiklarna och betecknas "P1”

Denna ytter- eller 6veryta 2b kommer nu att dammsugas via en dammsugarutrust-
ning 4 och ger darvid en ytterligare partikelbefriad "P1” yta 2¢

Efter en ytterligare dammsugarutrustning 4 upptréder en yta 2c’, med ett ytterligare
dammsuget ytavsnitt 2c’ med en partikeluppséttning betecknad "P2”.

Denna yta 2¢” behandlas vidare i en sprutanlaggning 5 for att applicera ett 6versta
skikt 2d och dar ett tunt sadant skikt 2d kommer att ticka 6ver eventuella kvarva-

rande partiklar "P2” och bildar darav en mindre upphéjning 2d”; ("P2").

Enar partiklarna "P2” féljer med och kommer att bli belégna under det skikt 2d som
anlaggningen 5 applicerar kommer dessa partiklar "P2”, vid ett tunt applicerat skikt,
2d, att framtrdda som sma forhéjningar 2d” eller kaviteter, som besvarar utseendet
fér en plan och blank 6veryta 2d.

Hanvisningsbeteckningen 2a later da illustrera en &nnu ej genom slipning 3 planad
och bearbetad yta, hanvisningsbeteckningen 2b illustrerar en yta med fran slipnin-
gen framkomna grova partiklar "P” i en partikelansamling, en yta 2c¢ illustrerar en av
en dammsugare 4 genomférd dammsugning, med partiklarna "P1”, hanvisningsbe-
teckningen 2c¢” later illustrera den for en slutbehandling anpassade ytan med partik-

larna "P2”, som ytterligare dammsugits via en dammsugarutrustning 4', som inom
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sprut anlaggningen 5 beldgges med ett ytterligare skikt 2d, med detta skikt inneslu-
tande aven av de inom féregaende process kvarvarande partiklarna "P2”.

Processtegen 1a, 1b och 1c med tillhérande utrustningar &r i och fér sig kdnda och
beskrives darfér inte mera i detalj.

Kand teknik ger emellertid vid handen att den partikelfria ytan 2¢” i ménga tillamp-
ningar inte &r sa fri fran partiklar som énskvart vore varfér skiktet 2d kommer att
tacka och badda in kvarvarande partiklar "P2”, antingen med en tunn ojamn (knott-
rig) yta 2d” med sina inb&ddade partiklar ("P2”) eller med ett onédigt tjockt skikt 2d.

BESKRIVNING OVER NU FORESLAGEN UTFORINGSFORM

Det skall da inledningsvis framhallas att i den efterféljande beskrivningen, dver en
for narvarande foreslagen utféringsform, som uppvisar de med uppfinningen for-
knippade signifikativa kdnnetecknen och som tydliggéres genom de i de efterfol-
jande ritningarna visade figurerna, har vi latit vélja termer och en speciell termino-
logi i den avsikten att darvid i forsta hand lata tydliggéra uppfinningsidén.

Det skall emellertid i detta sammanhang beaktas att har valda uttryck inte skall ses
som begrédnsande enbart till de har utnyttjade och valda termerna utan det skall un-
derférstas att varje sdlunda vald term skall tolkas sa att den darutéver omfattar
samtliga tekniska ekvivalenter som fungerar pa samma eller vasentligen samma
sétt, for att darvid kunna uppna samma eller vasentligen samma avsikt och/eller
tekniska effekt.

Foreliggande uppfinning avser i férsta hand en metod, vilken inledningsvis skall
beskrivas enligt féljande.

Metoden &r anpassad fér att med hjélp av ett substrat 40, inom ett férsta processteg

"$17, (se figurerna 2 och 3) lata samla upp lésa och/eller lossgjorda partiklar fran

partiklarna uppbarande ytavsnitt 40a, via ett joniserande tillstdnd och en aktiverad
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elektrostatiskt varierande och tidsmassigt avtagande faltstyrka 70, inom figuren 8,
och inom ett andra processteg "S2” lata rensa substratet fran ansamlade partiklar
"p2”, under ett avjoniserat tillstdnd och en neutral elektrostatisk faltstyrka, under ett
utnyttjande av en, substratet 40 innefattande, fér mikrofibrer- och/eller nanofibrer

ogenomtranglig duk 41 och dér saval duken 41 som dess bararskiktet 42 skall upp-

visa elektriskt isolerande och gas- och luftgenomsléppliga egenskaper.

Vid en sadan metod féreslas, i enlighet med uppfinningens anvisningar, att som
namnda substrat 40 och dess tilldelade duk 41 skall appliceras till dess l6sa och/el-
ler lossgjorda partiklar "p2” frAnvanda yta ett elektriskt isolerande och gas- och luft-
genomsléappliga kriteria uppvisande bararskikt 42.

Vidare féreslas att ndmnda substrat 40, med sin duk 41 och sitt bararskikt 42, skall
for sin partikelansamling, tilldelas ett elektrostatiskt falt, med en tidsmassigt férand-
rad faltstyrka 70 i relation till de I6sa eller lossgjorda partiklarna "P2”; "p2” for att av
en, av den elektriska faltstyrkan anpassad, varierande attraherande kraft verka pa
namnda I6sa och lossgjorda partiklar "p2” och med faltstyrkan lata samla upp namn-
da I6sa och lossgjorda partiklar inom duken 41.

Speciellt foreslas att de salunda av attraherande krafter uppsamlade partiklarna
"p2” skall, i ett avjoniserat tillstdnd, avlagsnas med hjalp av ett antal luftstralar bil-
dade av ett undertryck och/eller ett 6vertryck.

Speciellt anvisas ett andlost substrat 40 som, i transportriktningen raknat, omedel-
bart fére en uppsamling av |6sa och lossgjorda avjoniserade partiklar,"P2”, "p2”
skall vara joniserat och tilldelat en elektrostatisk faltstyrka 70, under det att subst-
ratet 40 omedelbart efter en uppsamling och en férvaring av de l6sa och lossgjorda
partiklarna "p2” inom duken 41 |ata avjonisera duken 41, bararskiktet 42 och partik-
larna "P2”, "p2" och dérefter mekaniskt lata rensa duken 41 fran salunda uppsamla-
de och neutraliserade partiklar.
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Darutover foreslas, enligt uppfinningens anvisningar, att den varierande faltstyrkan
70 for det elektrostatiska faltet kan valjas for ett plant partikeluppbérande ytavsnitt
40a och ett plant, eller i vart fall vasentligen plant, och parallelit orienterat substrat
40 enbart genom att lata faltstyrkan fa variera, enligt figuren 8, efter en vald avkling-
ningskurva.

Intet hindrar att i stéllet fér parallellt orienterad substrat 40 éver ytorna 2c¢, 2¢’, kan
substratets ytavsnitt 40a tillordnas en at héger i figuren 2 avsmalnande form eller en
mot vanster avsmalnande form, dér ett valt minsta avstand "d1” later erbjuda en
hégre attraherande kraft.

Med en hanvisning till de bilagda figurerna 2 till 7 visas saledes schematiskt och i

detalj inte bara féreliggande uppfinning utan jamval har de med uppfinningen for-

knippade signifikativa egenheterna konkretiserats, genom den nu féreslagna och i
det efterféljande nérmare beskrivna utféringsformen.

Med en férnyad hénvisning till figuren 2 visas i sidovy, en enligt uppfinningens an-
visningar, konstruerad partikelupptagande anlaggning eller arrangemang 20 (mot-
svarande dammsugarutrustningen 4° enligt figuren 1) under ett utnyttjande av ett for
en partikeluppsamling och en partikelansamling anpassat substratet tillordnat ett yt-
avsnitt 40a och en for en partikelrengéring likaledes anpassat substratet tillordnat
ytavsnitt 40° och vilken anlaggnings konstruktion och funktion kommer att beskrivas
i det efterféljande.

Ett, for en partikelrengdring anpassat, substrat med sina ytavsnitt 40, visat i figurer-
na 2 och 3, uppvisande en, for I6sa och/eller lossgjorda partiklars "p2” uppsamlande
(partiklar fallande inom mikro- och nanoomradet) anpassad duk 41 och ett, med du-
ken tatt samverkande och stédjande, bararskikt 42.

Saval duken 41 som bararskiktet 42 skall vara anpassade luftgenomslappliga, en-

bart i det syftet att kunna genomféra den rensningsprocess som kommer att kravas
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for att kunna rensa ansamlade I6sa partiklar "p2” och/eller lossgjorda partiklar "P2”,

under ett utnyttjande av en alstrad luftstrém, uppdelad i divergerande Iuftstralar.

Dessa strélar féreslas att, under ett 6vertryck, f4 passera genom substratets ytav-
snitt 40", i en riktning genom bérarskiktet 42 och duken 41, enligt figuren 5, och/eller
under ett utnyttjande av en alstrad luftstrém, under ett undertryck, fa passera ge-
nom substratets ytavsnitt 40", i en riktning genom bararskiktet 42 och duken 41.

Féreliggande uppfinning later da anvisa foér substratets ytavsnitt 40°, att namnda
duk 41 skall vara anpassad att inom ett kort bandavsnitt bilda en, fér i vart fall ett
uppsamlande av mikro- och nanopartiklar tjainande, filterenhet 43 fér att inom det
forsta processteget "S1” lata ansamla och lagra upptagna och kvarvarande grova
partiklar "P2" och I6sa smé partiklar "p2” och inom ett andra processteg "S2” lata
rengéra duken 41 fran dessa partiklar "P2" och "p2”.

For det andra processteget "S2” géller att namnda bararskikt 42, uppbarande namn-
da duk 41, skall vara anpassat att uppvisa genomgéende tranga Oppningar 44 (Se
figurerna 3 och 6) for en fordelning av en luftpassage 30a, under ett undertryck,
och/eller en luftpassage 30b, under ett 6vertryck, riktad genom duken 41 i férsta
hand av bérarsiktet 42 férdelande luftstrémmar, som mer eller mindre koncentrera-
de luftstralar.

Namnda duk 41 skall i férhallande till bararskikten 42 betraktas som mycket tat ge-
nom att namnda duk 41 uppvisar en utpraglad form av en mikro- eller nanofiber-
struktur, avsedd fér en uppsamling av och en lagring av namnda I6sa och/eller
lossgjorda partiklar "P2”; "p2"”.

Enligt uppfinningens anvisningar skall denna uppsamling kunna ske av de krafter
som verkar pa partiklarna "P2”; "p2” under ett joniserat tillstand och ett elektrosta-
tiskt falt eller varierande faltstyrka 70.
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Partiklarna "p2” kan fér denna kraftpaverkan vara joniserade med en férsta polaritet
eller potential (+) eller neutrala, medan duken 41 och bérarskiktet 42 kan vara joni-
serade med en andra, en motriktad, polaritet eller potential (-).

Denna uppsamling av partiklar "p2” inom substratets ytavsnitt 40° och duken 41
kommer att kunna ske genom formandet av ett riktat elektrostatiskt falt, dar den
andra polariteten (-) skall kunna tillféras duken 41 under det att ytorna 2c, 2¢” med
sina partiklar &r neutraliserad alternativt kan duken 41 och ytorna 2c, 2¢” tillféras en
motriktad elektrostatisk potential (+).

De hér antydda elektrostatiska falten och dess olika féltstyrkor 70 avser att paverka
partiklarna "p2” med en kraft som gor att de férskjutes fran ytorna 2c, 2¢” och i en
riktning mot duken 41 och fastnar dar i dukens mikro- eller nanotradar och fastnar i

forsta hand pa dess ytterst smala och tunna stran 61a, 62a i figur 7.

Det i figuren 3, i ett langsgaende tvarsnitt, visade substratet 40 skall da uppvisa en
for 16sa partiklars "P2”, "p2” uppsamlande anpassad duk 41 och ett duken 41 stéd-
jande bararskikt 42, dar bada skall uppvisa elektriskt isolerande egenskaper, for att
kunna uppehalla och lagra det elektriska faltet under bildandet av en avklingande
faltstyrka 70.

Enligt uppfinningen skall saval duken 41 som bérarskiktet 42 vara anpassade luft-
genomsléppliga, i en framsta avsikt att med bildade luftstrémmar lata rensa subst-
ratet 40 fran de uppsamlade dammpartiklarna "P2”, "p2”.

Den hér antydda luftgenomslappligheten kan komma till en anvandning om det, for-
utom den antydda joniseringen langs ytorna 2c och 2¢’, skall utnyttjas en fér parti-

kelupptagningen anpassad dammsugning.
En rensning av substratet 40 fran ansamlade damm- och lésa partiklar "P2”,"p2”,

inom det partikeluppsamlande arrangemanget eller anléggningen 20, skall kunna

ske med hjélp av en eller flera luftstrdmmar. Denna rensande process skall kunna

26



10

15

20

25

30

536 628

ske enbart under det att luftstralarna 30b aktiveras medelset ett 6vertryck 30c och
att denna luftstrém da skall riktas sa att den skall f4 passera genom substratet 40 i
en riktning férst genom bararskiktet 42 och darefter genom duken 41, enligt figuren
5.

Som ett féreslaget alternativ kan har antydda luftstrémmar, i form av luftstralar 30a,
bildas av ett undertryck och att &ven dessa luftstralar skall fa passera substratet 40 i
en riktning genom bérarskiktet 42 och duken 41. Alstrat évertryck och dess luftstra-
lar 30b samt alstrat undertryck och dess strélar 30a kan samverka alternativt kan de

aktiveras enskilt.

Intet hindrar att lata dessa luftstrommar och luftstralar fa aktiveras pulserande ge-
nom en, i figuren 5 endast antydd, pulsalstrande enhet 30c’.

Intet hindrar att fér denna rensande process lata bilda luftstrémmar och Iuftstralar
30Db, fran ett dvertryck 30c, dar dessa kan fa vara verksamma pa substratets 40
olika delar och pé skilda ytomraden och fran luftstrémmar och luftstralar 30a, fran
ett undertryck, dar dessa kan fa vara verksamma pa substratets 40 olika delar och

pa skilda ytomraden.

Speciellt anvisas att dessa luftstrdmmar i férsta hand skall passera genom duken
41 som mer eller mindre linjéra stromningar, styrda genom bérarskiktet 42 och dess
hal eller 6ppningar 44, och som mera utpraglade turbulenta stromningar genom du-
ken 41, for att losslita och lossgéra ansamlade partiklar "P2”, "p2”.

Enligt féreliggande uppfinning anvisas att namnda duk 41 skall vara dimensionerad
och anpassad att lata bilda en, for i vart fall mikro- och nanopartiklar 2b” tjianande,

filterenhet 43 med en fér tillampningen val avpassad partikelansamlande kapacitet.
For detta &ndamal kommer det att kravas att namnda bararskikt 42 bér vara anpas-

sat att uppvisa tatt orienterade och sma genomgaende dppningar 44 for att via des-
sa tatt orienterade dppningar 44 lata férdela en luftstrém som luftstrélar genom val
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fordelade, som kanaler utformade, luftpassager i form av de antydda 6ppningarna
44.

Praktiska erfarenheter tyder pa att 6ppningarnas 44 totala ytandel skall vara anpas-
sad att, till i vart fall 50%, eller nagot darunder lata tacka dukens 41 totala yta.

Beaktas den med uppfinningen forknippade tillampningen, s skall saval duken 41
som bérarskiktet 42 vara formade fran ett elektriskt isolerande material, vilket kravs
for att svél duken 41 som bararskiktet 42, fér sin rengérande effekt enligt uppfin-
ningen, skall kunna tilldelas ett varierande och avtagande elektrostatiskt falt 70 via
en eller flera tillordnade joniseringselektroder 33.

Enligt uppfinningens principer kan namnda duk 41 fa vara strukturerad med en, mot
luftpassagens riktning genom duken 41, 6kande tathet, med en for mikropartiklar
och/eller nanopartiklar anpassad struktur och tathet inom dukens, mot bararskiktet
42 vettande, omrade och/eller bottenomrade och dess utbredning.

Speciellt féreslas har att en duk 41 av hithérande slag kan vara tilldelad en tjocklek
"t1”, i figuren 3, av omkring 2 till 10mm, sag omkring 5mm och under det att barar-
skiktet 42 kan vara tilldelat en tjocklek "t2” av omkring 3 till 5mm, s&g kring 2,0 mm.

Tjockleken for duken 41 och dess konstruktion skall kunna anpassas till dukens lag-
rande férmaga av l6sa partiklar, den tid under vilken lagringen skall ske och/eller i
beroende av substratets 40 hastighet.

Med en férnyad hanvisning till figuren 2 skall en fér uppfinningen signifikativ elektro-

statiska partikelupptagande anlaggning eller arrangemang 20 narmare beskrivas.

Har visas och beskrives i en férenklad sidovy ett arrangemang 20 fér en rengéring
av, l6sa partiklar "P2”, "p2” uppbarande, ytavsnitt 2c, 2c’.
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Detta arrangemang 20, fér en rengéring av, l6sa och/eller lossgjorda partiklar "P2”,
"p2” uppbérande, ytavsnitten 2c, 2c” och dar namnda lésa och/eller lossgjorda par-
tiklar, i vart fall kan uppvisa en kornstorlek som till en évervagande del kommer att
falla inom mikroomréadet och/eller inom nanoomradet, sdsom bildade genom en slip-

ande bearbetning av en yta 2a.

Ett luftgenomslappligt substrat 40, bl.a. i form av en duk 41 och ett bararskikt 42, ar
anpassat kontinuerligt rorligt relativt namnda ytavsnitt 2¢, 2¢” varvid ett fér en rens-
ning av inom duken 41 ansamlade partiklar "P2”, "p2” kan ske via ett undertryck,
verkande pa dukens ena sida, for att genom alstrade luftstrémmar lata sugas upp
for att inom duken lata ansamla de 16sa partiklarna.

Ett fér en rensning av inom duken 41 ansamlade partiklar kan ske via ett évertryck
verkande pa dukens motstéllda sida, fér att genom alstrade luftstrémmar och luftst-
ralar lata blasa bort inom duken ansamlade partiklar och dar duken 41 och dess
stédjande béararskikt 42 &r bada tilldelade anpassade luftgenomsléppliga egenska-
per med olika strukturer,

Nér det galler arrangemanget 20 illustreras att substratet 40 skall vara format som
ett, av en motor 32 drivet, &ndlést band med en vald rérelseriktning med- eller mot-
riktad en rorelseriktning for en ytavsnitten 2¢, 2¢ tillordnad skiva 2 och att namnda
yta &r féremal fér en slipande behandling och ett avjoniserande av dessa behandla-
de ytavsnitt 2¢, 2c¢’ innan en rengéring fran partiklar skall ske.

Arrangemanget 20 féreslar att en for substratet 40 gallande uppladdnings- eller jo-
niseringselektrod 33 skall vara placerad fore det partikeluppsamlande ytavsnittet
40a, nér detta ytavsnitt av drivningen kommer att passera éver och langs de fér

partikelupptagningen avsedda ytavsnitten 2c, 2c”, och varje ytavsnitt daremellan.
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En for substratets 40 drivning anpassad brytrulle 21 och/eller évriga brytrullar 21a,
21b skall vara formade eller paverkade fér att lata centrera substratets 40 rérelse-
riktning.

En avladdnings- eller avjoniseringselektrod 34 ar orienterad intill det fran partiklar
rengjord ytavsnittet 2c och &r placerad i rérelseriktningen fér subtratet 40°°, raknat
efter ytavsnittet 2c.

Intill elektroden 34 férefinns en partikelupptagande ramp 35, med en till rampen 35
integrerat formad avjoniseringselektrod 34, enligt figuren 5.

Enligt uppfinningens anvisningar skall substratet 40 vara format som ett, av en mo-
tor 32 (ej visad) drivet, &ndIdst band 40, 40”, 40a, 40° med en rérelseriktning mot-
riktad en rérelseriktning fér den ytorna 2c¢, 2¢” tillordnade skivan 2 och dar namnda
ytor 2¢, 2¢’, med sina partiklar, kan bli féremal fér en avjoniserande funktion 34a, in-
nan den elektrostatiska rengéringen sker fran kvarvarande sma partiklar "p2”

En for substratets 40 drivning anpassad, bandet 40, 40" drivande, brytrulle 21 sam-
verkar via bararskiktet 42 med en under en elektrostatisk faltstyrka 70 partikelupp-
tagande rakt ytavsnitt 40a, format med en horisontell strackning mellan en brytrulle
21 och en brytrulle 21a och dar ett partikelbefriat band 40 lankas éver via en dvre
brytrulle 21b, dér den senare i férsta hand skall vara formad eller paverkbar for att
centrera bandets 40 olika avsnitt med ansamiade partiklar "p2” s3 att bandet lankas
6ver via en brytrulle 21a och en brytrulle 21b, dér den senare i férsta hand skall va-
ra formad eller paverkad for att lata centrera bandets 40, 40”, 40a, 40" rorelserikt-
ning.

En avjoniseringselektrod 34b for en avladdning av skivan 2 &r placerad, mot tran-

sportriktningen for bandet 40 raknat, efter det de partikelupptagande ytavsnitten 2c,
2c’ fatt passera arrangemanget 20..
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Figuren 4 later visa schematiskt ett elektriskt, som en styr- eller kontrollutrustning
S1 anpassat, kopplingsarrangemang fér att, under beaktande av ett antal utvalda
styrkriteria, lata styra och reglera en eller flera uppladdnings- eller joniseringselekt-
roders 33 enskilda joniseringsgrader och en eller flera avladdnings- eller avjonise-
ringselektroders 34 effektivitet, styrbara fér att med en minimerad elektrisk effekt
lata skapa en maximerad teknisk partikelupptagande effekt.

Har visas att en matningsspanning "U1” skall kunna omvandlas, via en omvandlan-

de krets S2 till en spanningsreglerande krets "Ur” och till en strémreglerande krets

”Ir”.

Via en vaxelstrom omvandlande krets S3 skall avjoniseringelektroders 34 avjonise-
rande verkan kunna regleras.

Det skall hér bemérkas att de kriteria som kan komma till en anvéndning fér denna
reglering inom styrutrustningen S1 &r enligt féljande;

Lata avkéanna eller berdkna den momentana joniseringens och/eller den elektro-
statiska faltstyrkans momentana storlek.

Lata fér detta andamal avkénna och/eller berékna och reglera momentana lik-
strdms- och likspanningsvérden.

Lata avkénna och reglera uppmatt likspanningseffekt, for var och en av de nyt-
tjade joniseringselektroderna (33).

Lata beakta vald transporthastighet fér substratet (40).

Lata reglera valda parametrar i beroende av géllande och valda temperaturer.

Lata beakta och reglera aktuell luftfuktighet.

Lata beakta de kriteria som &r beroende av mikrofiber- eller nanofiberdukens
konstruktion och/eller tathet.

Lata beakta och reglera kriteria som &r beroende av substratets och/eller dukens
elektriskt isolerande egenskaper relaterad, bla. till faltstyrkans avklingningstid, sub-
stratets relativa kapacitans.
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Figuren 5 later da visa och beskriva en del av ett arrangemang 20, namligen den
del som skall mottaga ett partikeluppsamlat och lagrat substrat 40’ med sin duk 41
och med en avladdnings- eller avjoniseringselektrod 34, orienterad, i en vald trans-
portriktning for substratet 40 och dess band 40", fére en, substratet och duken pa
ansamlade partiklar "P2”, "p2” rensande, enhet 35, har strukturerad som en parti-
kelrensande och partikeluppsamlande enhet eller en ramp 35°.

Figuren 6 later visa, i en kraftigt forstorad planvy, ett bararskikt 42, i form att en rat-
vinklig nétstruktur 42a, illustrerande sina kvadratiska dppningar 42b, 44 och de 6pp-
ningarna 42b kringslutande tradarna 42c, 42¢".

Valet av éppningarnas 42b storlek och tradarnas 42c, 42¢” form och dimension
kommer att skapa det inledningsvis beskrivna férhallandet.

Figuren 7 later starkt forstorat och forenklat, lata illustrera tva som mikro- eller na-
nostruktur uppbyggda tradar 61, 62, som behandlats pa kant satt for att bilda mik-
rostruktur- eller nanostruktur uppvisande knippen av tunna stran 61a, 62a, men dér
den visade illustrationen kan betraktas som starkt schematisk och dar de visade mi-
kro- eller nanostranas fria andpartier 61b, 62b ar orienterade omedelbart intill och
nagot slédpande och dver, dock ej i kontakt med, de med I6sa partiklar "P2”, "p2” be-
mangda ytavsnitten 2c, 40a” och 2c¢".

Avstandet "d1” mellan ytorna 61b och 62b och ytavsnittet 2¢ skall dimensioneras till
mellan 2 och 10mm och bér i normalfallet inte ha en direktkontakt med ytan 2c, men
inom uppfinningens ram skall detta avstand vara sa litet som praktiskt taget ar moj-

ligt, da ett mindre avstand "d1” alstrar hégre attraherande krafter fran den applice-

rade elektrostatiska faltstyrkan 70 &n vad ett stérre avstand ger.
Enar duken 41 och bérarskiktet 42 ar luftgenomsléppliga ligger det inom uppfinnin-

gens ram att med en dammsugarutrustning 4’ komplettera partikeluppsamlingen
fran ytavsnitten 2c, 2¢'.
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Avtagande, som avklingande, elektrostatiskt filt i Figuren 8.

Aven om féreliggande uppfinning inte pa nagot satt ar direkt relaterad till den elekt-
rostatiska faltstyrkans 70 tidsmassiga (t) (x-axeln) variation som indikeras som en
avklingande faltstyrka i Figuren 8 skall uppfinningens principiella funktion narmare
beskrivas.

| figuren 2 har inférts, som hanvisningsbeteckningar "F1”, "F2”, "F3” och "F4”, till
substratets 40 olika delpartier 40", 40a, 40 relaterade faktstyrkor och dessa ar dven
inférda i figuren 8

Salunda framgar fran figur 8 att vid tidpunkten "to” upptrader maximerad faltstyrkan
fran joniseringselektroden 33. Denna faltstyrka avtar, enligt en anklingningsfunkti-
on, till brythjulet 21 och ger dar en faltstyrka av F2.

Denna féltstyrka F2 reduceras ytterligare langs avsnittet 40a” till vardet F3, under
vilket avsnitten 2¢” till 2c rensas fran I6sa partiklar "p2” under tidsvaraktigheten
mellan "t1” och "t2". Detta &r lika med den tid som bandavsnittet 40a kommer att

passera mellan brytrullarna 21 och 21a.

Vid tidsavsnittet "t3” avjoniseras substratet 40° och bildar ett avjoniserat och rensat
substrat 40, som via en férnyad jonisering av joniseringselektroden 33 ar férberett

for en fornyad partikelupptagning langs ytavsnitten 2c’och 2c.

Praktiska prov tenderar att visa pa ett effektivt uppsamlande av l6sa partiklar "p2”
fran ytavsnitten 2¢” till 2c vid en varierande faltstyrka, vilken kan ernas genom olika
atgarder men enklast genom att lata variationen fa ansluta sig till en avklingnings-

funktion, illustrerad i figuren 8.
Uppfinningen &r givetvis inte begrénsad till den ovan sdasom exempel angivna ut-

foringsformen utan kan genomga modifikationer inom ramen fér uppfinningstanken
illustrerad i efterféljande patentkrav.
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Speciellt bér beaktas att varje visad enhet och/eller krets kan kombineras med varje
annan visad enhet och/eller krets inom ramen fér att kunna erna énskad teknisk
funktion.
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P A TENTIE KU RA AUV

1. Metod for att med hjalp av ett substrat (40), inom ett
férsta processteg ("S1"), lata samla upp ldsa och/eller
lossgjorda partiklar ("P2", "p2") fran ett partiklarna uppba-
rande ytavsnitt (2c, 40a, 2c¢'), under ett joniserande till-
stand och en aktiverad elektrostatiskt faltstyrka (70), och
inom ett andra processteg ("S2") lata rensa substratet fran
ansamlade partiklar, under ett avjoniserat tillstand eller en
neutral elektrostatisk faltstyrka, under ett utnyttjande av,
en substratet (40) innefattande, fo6r mikrofiber- och/eller
nanofiber ogenomtranglig, duk (41), och dar saval duken (41)
som dess bararskikt (42) skall uppvisa elektriskt isolerande
och gas- och luftgenomslappliga egenskaper, kdnne -
tecknad darav, att som namnda substrat (40) och
dess tilldelade duk (41) skall appliceras till dess, 1ldsa och
lossgjorda partiklar franvanda, vytavsnittet ett, elektriskt
isolerande, gas- och luftgenomslapplighet uppvisande, barar-

skikt (42).

2. Metod enligt patentkravet 1, kdnnetecknad
dadarav, att nadmnda substrat, med sin duk (41) och sitt
bararskikt (42), skall f6r sin partikelansamling, tilldelas
ett elektrostatiskt falt, med en anpassad varierbar falt-
styrka (70) i relation till de 16sa eller lossgjorda partik-
larna fo6r att av en, av den elektriska faltstyrkan anpassad
attraherande kraft, verkande pa& nadmnda 1ldsa och lossgjorda

partiklar, lata samla upp namnda partiklar inom duken (41).

3. Metod enligt patentkravet 1 eller 2, kdnneteck -
nad darav, att de salunda av attraherande krafter
uppsamlade partiklarna skall, 1 ett avjoniserat tillstand,
avliagsnas med hjalp av ett antal luftstralar, bildade av ett
undertryck och/eller ett undertryck.
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4, Metod enligt patentkravet 1, 2 eller 3, ké&nne -
tecknad dadarav, att substratet (40, 40", 40') wval-
jes som ett &andloést substrat, i form av ett band, som, i
transportriktningen raknat, omedelbart fdre en uppsamling av
16sa och lossgjorda avjoniserade partiklar, skall wvara joni-
serat och tilldelat en elektrostatisk faltstyrka (70), under
det att substratet, omedelbart efter uppsamlingen och forva-
ringen av de 1ldsa och lossgjorda partiklarna inom duken,
tillats avjonisera duken, Dbararskiktet och partiklarna och
darefter rensa duken fran salunda uppsamlade och neutrali-

serade partiklar.

5. Metod enligt nagot av fdregaende patentkrav, k dnne -
tecknad darav, att faltstyrkan (70) for det
elektrostatiska faltet for ett plant partikeluppbarande ytav-
snitt och ett plant eller i vart fall véasentligen plant och
parallellt orienterat substrat (40) valjes enligt en avkling-
ningsfunktion eller anslutande sig till en avklingningsfunkt-

ion.

6. Ett, for en partikelrengdring ("P2"; "p2") anpassat,
substrat (40), uppvisande en, for losa och/eller lossgjorda
partiklars ("p2") uppsamlande anpassad duk (41) och ett, med
duken samverkande och understddjande, bararskikt (42), dar
saval duken (41) som Dbararskiktet (42) A&Ar anpassade gas-
eller luftgenomslappliga f0r en rensning av 1ldsa partiklar
och/eller lossgjorda partiklar ("p2"), under ett utnyttjande
av en alstrad luftstrdom, som, under ett Overtryck, far pas-
sera genom substratet (40), i1 en riktning genom badrarskiktet
(42) och duken (41) och/eller under ett utnyttjande av en
alstrad luftstrom, under ett undertryck, far passera substra-

tet (40), 1 en riktning genom bararskiktet (42) och duken
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(41), kadannetecknad dadarav, att namnda duk (41)
ar anpassad att bilda en, fo6r i vart fall ett uppsamlande av
mikro- och nanopartiklar tjanande, filterenhet (43), att
namnda bararskikt (42) f6r namnda duk (41) &ar anpassat att
uppvisa genomgaende Oppningar (44) for en fordelad luftpas-
sage genom duken av luftstrommar, under ett undertryck eller
ett Overtryck, och att namnda duk (41) uppvisar en mikrofi-
ber- eller nanofiberstruktur for en uppsamling av nadmnda l1losa
och/eller lossgjorda partiklar ("P2"™, "p2"), under ett joni-
serat tillstand och tillstandet for en varierbar elektrosta-

tisk faltstyrka.

7. Substrat enligt patentkravet 6 kadnnetecknad
dadarav, att bararskiktet tilldelade Oppningars (42b) to-
tala ytandel &r anpassad att, till i wvart fall 50%, 1lata
tacka dukens (41) totala vyta, att savdl duken som bararskik-
tet ar formade fran ett elektriskt isolerande material och
att saval duken som bararskiktet, for sin partikelansamlande
effekt, ar joniserade och tilldelade en elektrostatiskt falt-
styrka (70).

8. Substrat enligt patentkravet 6 eller 7, k&anne -

tecknad dadarav, att namnda duk &ar strukturerad med
en, 1 luftpassagernas riktning betraktat, o&kande tathet, med
en for upptagna mikropartiklar och/eller nanopartiklar anpas-
sad Okande tathet inom dukens bottenomrade och bottenstrack-

ning.

9. Substrat enligt patentkravet 5 eller 6, ké&nne -
tecknad ddrav, att duken ar mjuk och tilldelad en
tjocklek av 2 till 10 mm under det att Dbararskiktet ar
b6jstyvt och tilldelat en tjocklek av 1 till 5 mm.
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10. Arrangemang for en rengdring av losa och/eller lossgjorda
partiklar uppbarande, ytavsnitt (2c, 2c¢') och dar namnda 1l&sa
och/eller lossgjorda partiklar, 1 vart fall kan uppvisa en
kornstorlek som till en Overvagande del kommer att kunna
falla inom mikroomradet och/eller 1inom nanoomradet, sasom
bildade genom en slipande bearbetning av en rayta (2a), var-
vid ett luftgenomslappligt substrat (40), bl.a. i form av en
duk (41) och ett bararskikt (42), sasom anpassbart rorligt
relativt namnda ytavsnitt, wvarvid ett for en rensning av inom
duken ansamlade partiklar ("P2", "p2") kan ske wvia ett under-
tryck, verkande pa dukens ena sida, foér att genom alstrade
luftstrommar lata suga upp inom duken ansamlade partiklar
och/eller att ett for en rensning av i1 duken ansamlade pari-
klar kan ske via ett oOvertryck, verkande pa dukens motsatta
sida, for att genom alstrade luftstrommar lata blasa bort
inom duken ansamlade partiklar och dar duken och dess under-
stddjande bararskikt (42) &r bada tilldelad olika luftgenom-
slappliga egenskaper, kannetecknad dadarav, att
namnda duk (41) ar anpassad att bilda en, fo6r i vart fall ett
uppsamlande av mikro- och nanopartiklar tjdnande, filterenhet
(43), att namnda bararskikt (42) f£o6r namnda duk (41) &ar an-
passat att uppvisa genomgaende Oppningar (44) for ett fordel-
ande av luftpassager genom duken av luftstrdmmar, under ett
undertryck eller ett o6vertryck, och att namnda duk (41) skall
uppvisa en mikrofiber- eller nanofiberstruktur fOr en uppsam-
ling av namnda ldsa och/eller lossgjorda partiklar, under ett

joniserat eller elektrostatiskt tillstand.

11. Arrangemang enligt patentkravet 10, ka@anneteck -
nad dadarav, att en, bararskiktet tilldelade O&ppningars
totala, ytandel &r anpassad att, till i wvart fall 50%, lata
tacka dukens totala yta, att saval duken som bdrarskiktet ar
formade fran ett elektriskt isolerande material och att saval

duken som bararskiktet, for sin rengdrande effekt utefter
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ytavsnitten (2c, 2c'), ar Joniserade och tilldelade en

elektrostatisk faltstyrka (70).

12. Arrangemang enligt patentkravet 11, ka@anneteck -
nad darav, att nadamnda duk &ar strukturerad med en, i
en luftpassages riktning betraktat, Okande tathet, med en for
mikropartiklar och/eller nanopartiklar anpassad okande tathet

inom dukens bottenomrade och bottenstrdckning.

13. Arrangemang enligt patentkravet 10, 11 eller 12, k an -
netecknad dadarav, att duken ar mjuk och tilldelad
en tjocklek av 2 till 10 mm under det att bararskiktet ar
bo6jstyvt och tilldelat en tjocklek av 1 till bSmm.

14. Arrangemang enligt patentkravet 10, ka@anneteck -
nad darav, att substratet &ar format som ett, av en
motor (32) drivet, andlost band (40, 40') med en rorelserikt-
ning motriktad en rdrelseriktning £fo6r en ytavsnittet (2c¢,
2c') tillordnad skiva (2) och att nadmnda ytavsnitt &r foremdl
for ett avjoniserande innan en rengdringsprocess blir akti-

verbar.

15. Arrangemang enligt patentkravet 10, ka@anneteck -
nad ddarav, att en for substratet gadllande uppladd-
ningselektrod (33) &r placerad fore partikelupptagande ytav-
snitt (2¢c, 2c¢').

l6. Arrangemang enligt patentkravet 10, ka@anneteck -
nad ddrav, att en for substratets drivning anpassad
brytrulle (21b) &ar formad eller paverkad for att centrera

substratets (40) rorelseriktning.

17. Arrangemang enligt patentkravet 10, ka@anneteck -

nad ddrav, att en avladdningselektrod (34b) ar orien-
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terad intill de fran partiklar rengjorda ytavsnittet (2c¢'),
och placerad 1 rorelseriktningen for ytavsnittet (2c¢', 2c¢)

och efter de partikelupptagande ytavsnitten (2c', 2c).

18. Arrangemang enligt patentkravet 10, ka@anneteck -
nad ddarav, att en elektrod for en avjonisering av ett
partikelupptaget substrat (40') &r placerad 1 transportrikt-
ningen for substratet (40) radknat efter de partikelupptagande

ytavsnitten.

19. Arrangemang enligt patentkravet 10 eller 11, k&@nne -
tecknad ddarav, att intill en elektrod (34) fore-
finns en partikeluppsamlande ramp (35), med en integrerad

avjoniseringselektrod (34).
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